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(57)  Durch die thermoschockartige Behandlung ins-
besondere eines Plasmabrenners kann eine metallische
Haftvermittlerschicht, die noch keiner Warmebehand-

Verfahren zum Entfernen einer metallischen Schicht von einem Substrat

lung ausgesetzt war, leicht von einem Substrat entfernt
werden.

Werkstoff chemische Zusammensetzung in %
c Lo i Jcolmol w lma ]l |l a ] vl | z] w

Ni-Basis-FeinguBlegierungen
GTD 222 010 | 225 | Rest | 19.0 2.0 1.0 1.2 2.3 0.008
IN 939 015 ] 224 | Rest | 19.0 2.0 1.4 1.0 1.9 37 0.009] 0.10
IN 6203 DS 015 ] 220 | Rest | 19.0 2.0 1.1 0.8 2.3 35 0.010] 010 | 0.75
Udimet 500 010 | 18.0 | Rest | 185 4.0 2.9 2.9 0.006 | 0.05
IN 738 LC 010 | 16.0 | Resl 8.5 1.7 26 1.7 0.9 3.4 3.4 0.010 | 010
SC 16 <0.01 ] 16.0 | Rest 3.0 3.5 3.5 3.5 [<0.005]<0.008
Rene 80 017 | 140 | Rest 9.5 4.0 4.0 3.0 5.0 0.015] 0.03
GTD 111 010 | 140 | Rest 95 15 3.8 2.8 3.0 49 0.012] 003
GTD 111 DS
IN 792 CC 0.08 | 125 | Rest 9.0 1.9 4.1 41 3.4 3.8 0.015] 0.02
IN 792 DS 0.08 | 125 | Rest 9.0 1.9 4.1 4.1 34 3.8 0.015] 0.02 | 1.00
MAR M 002 0.15 9.0 | Rest | 10.0 10.0 2.5 55 1.5 0.015] 005 | 150
MAR M 247 LC DS 0.07 81 | Rest 9.2 0.5 9.5 3.2 5.6 0.7 0.015] 0.02 | 1.40
CMSX -2 <.006 8.0 | Rest 4.6 0.6 8.0 6.0 5.6 1.0 | <.003 |<.0075
CMSX -3 <.006 8.0 | Rest 4.6 0.6 8.0 6.0 5.6 1.0 | <.003 |<.0075] 0.10
CMSX -4 6.0 | Rest | 100 0.6 6.0 6.0 56 1.0 Re=3.0| 0.10
CMSX -6 <.015 ] 10.0 | Rest 5.0 30 | <10 20 | <10 4.9 48 | <.003 |<.0075] 0.10
PWA 1480 SX <.006 [ 10.0 | Rest 5.0 4.0 12.0 5.0 1.5 |<.0075]<.0075
PWA 1483 SX 0.07 | 122 | Rest 9.0 1.9 3.8 5.0 36 42 0.0001] 0.002
Co-Basis-FeinguBlegierungen
FSX 414 025 | 29.0 10 Rest 75 0.010
X 45 025 | 25.0 10 Rest 8.0 0.010
ECY 768 065 | 240 10 517 75 40 0251 03 0.010 ] 0.05
MAR-M-509 0.65 | 245 11 Rest 7.5 4 0.3 0.010 ] 0.60
CM 247 0.07 83 | Rest | 10.0 05 95 32 55 0.7 15
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein vereinfachtes Verfah-
ren zum Entfernen einer aufgebrachten metallischen Be-
schichtung auf ein Substrat.

[0002] Bauteile wie Turbinenschaufeln werden oft be-
schichtet, wobei die Beschichtung aufgrund standiger
Qualitatskontrolle oder bei der Qualifizierung neuer Tur-
binenschaufeln beziglich ihrer Schichteigenschaften
Uberprift wird.

[0003] Dabei wird das Bauteil beschichtet, untersucht
und dann anschlieBend durch ein Salzsdurebad wird die
Beschichtung wieder entfernt.

[0004] Es ist daher Aufgabe der Erfindung ein Verfah-
ren zur Entschichtung zu vereinfachen.

[0005] Die Aufgabe wird gelést durch ein Verfahren
gemal Anspruch 1.

[0006] Inden Unteranspriichen sind weitere vorteilhaf-
te MaRnahmen aufgelistet, die beliebig miteinander kom-
biniert werden konnen, um weitere Vorteile zu erzielen.

[0007] Es zeigen:
Fig. 1  eine Liste von Superlegierungen.
[0008] Die Figurund die Beschreibung stellen nur Aus-

fuhrungsbeispiele der Erfindung dar.

[0009] Die Erfindung wird nur beispielhaft anhand ei-
ner Turbinenschaufel und einer metallischen Haftvermitt-
lerschicht erlautert, wobei das Verfahren generell auf
Substrate mit metallischer Schicht angewendet werden
kann.

[0010] Aufeine Turbinenschaufel, die als Substrat vor-
zugsweise eine Nickel- oder Basis Superlegierung, ins-
besondere gemal Fig. 1 aufweist, wird eine Haftvermitt-
lerschicht durch ein thermisches Spritzverfahren wie z.
B. Plasmaspritzen, HVOF oder &hnlichem aufgebracht.

[0011] Dies ist vorzugsweise eine NiCoCrAlY-Legie-
rung.
[0012] Vor der Entschichtung werden Qualitatsunter-

suchungen der Beschichtung durchgefiihrt.

[0013] Da die Schichtanbindung direkt nach der Be-
schichtung noch nicht substantiell ausgebildet ist und
normalerweise erst nach erfolgter Vakuumwarmebe-
handlung gegeben ist (sog. Diffusionsgliihung), ist eine
schwache Schichtanbindung gegeben. Die schwache
Schichtanbindung wird erfindungsgeman ausgenutzt, in-
dem man die metallische Haftvermittlerschicht einem
Thermoschock aussetzt.

[0014] Die Entschichtung erfolgt vorzugsweise durch
eine Thermoschockbehandlung.

[0015] Die Energie fir den Thermoschock wird durch
ein Schweillgerat zugefihrt.

[0016] Das Schweilgerat kann ein WIG-Schweil3ge-
rat, ein Mikroplasmabrenner oder ein Laser sein.
[0017] Mittels des Plasmabrenners wird die Oberfla-
che der beschichteten Turbinenschaufel mdanderférmig
oder flachig abgefahren, wobei aufgrund des Thermo-
schocks dann die metallische Haftvermittlerbeschich-
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tung abplatzt.

[0018] Um den Thermoschock zu erhéhen, kann das
Bauteil oder Substrat im Inneren, vorab auf3en oder wah-
rend der Thermoschockbehandlung gekiihitwerden, ins-
besondere mittels flissigem Stickstoff oder flissigem
Kohlendioxid.

[0019] Die Beschichtung ist dadurch entfernt und das
Bauteil kann erneut eingesetzt werden fiir neue Unter-
suchungen zur Beschichtungsqualitdt oder zum erneu-
ten Einsatz ohne aufwendiges Saurestrippen.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Entschichten einer metallischen Be-
schichtung von einem Substrat,
insbesondere von einem metallischen Substrat,
beidem vor einer Anbindungswarmebehandlung der
metallischen Schicht an das Substrat
oder
direkt nach dem Auftragen der metallischen Schicht
auf das Substrat
ein Thermoschock mit der metallischen Schicht
durchgefihrt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
bei dem mit einer Warmequelle,
insbesondere mit einem Schweil3brenner,
ganz insbesondere mit einem Laser,
Uber die metallische Haftvermittlerschicht gefahren
wird.

3. Verfahren nach einem oder beiden der Anspriiche
1 oder 2, bei dem das Substrat vorab oder wahrend
des Thermoschocks gekiihlt wird.

4. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspri-
che 1, 2 oder 3,
bei dem das Substrat,
insbesondere eine Turbinenschaufel,
im Inneren gekihlt wird.

5. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspri-
che 3 oder 4,
bei dem flussiger Stickstoff oder flissiges Kohlendi-
oxid zur Kiihlung verwendet wird.

6. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspri-
che 1 bis 5,
bei dem die Beschichtung und das Substrat deutlich
unterschiedliche Legierungselemente und/oder Ge-
halte gleicher Legierungselemente aufweisen.

7. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspri-
che 1 bis 6,
bei dem die metallische Beschichtung eine NiCo-
CrAlY-Legierung darstellt.
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Verfahren nach einem oder mehreren der Anspri-
che 1 bis 7,

bei dem das Substrat eine nickel- oder kobaltbasier-
te Legierung aufweist.
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